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我々はこれまでリソグラフィー・シミュレーションのためのレジスト・パラメータの測定方法につ

いて研究して来た。現在、その測定方法は完全ではないもののシミュレータに入力してシミュレーション

を可能にし、SEM による実測結果とそれなりに一致するレベルにまで到達している。そこで、本書では

ArF レジスト(193nm)レジスト・パラメータの測定方法を実際のレジストのパラメータ測定を通して紹介す

る。また、得られたパラメータをシミュレータに入力してシミュレーションを試みた結果についても述べる。

さらに、レジスト・パラメータを一元管理するためのレジスト・パラメータ・データベース・プログラム

(Photo-Resist Viewer)についても述べる。 
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